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【はじめに】 

三層構造の積層軟磁性薄膜において磁化困

難軸方向に交流磁界を印加すると，上下層の

薄膜に磁壁が生じることなく，磁気双極子の

向きが上下層それぞれ逆回りに回転する性質

をもち高周波磁化応答が期待できると予想さ

れる 1)～3)．既に我々は Ni80Fe20を用いた 50×

100 [µm] (長方形)の単層膜(Ni80Fe20)および積

層膜(Ni80Fe20 / SiO2 / Ni80Fe20)を作製し，交流

磁界に対するそれぞれの磁化応答を測定して

いる 3)．尚，Ni80Fe20層の厚さは 150 [nm]，

SiO2層の厚さは 10 [nm]として統一している．

今回我々は，上記同様の単層および積層磁性

薄膜において，50×50 [µm] (正方形)の形状で

作製された薄膜に対する磁化応答を計測した

ので報告する． 

【実験方法】 

本研究の積層磁性薄膜における磁化応答は

その磁化機構より，磁界印加方向に対する角

度依存性が予想される．そこで薄膜の一つの

向きを 0度とし,面方向に 45度,および 90度回

転させた場合の 3通りで応答を計測した．印

加磁界の周波数は 200 ~ 10000 [kHz]とした．

磁化応答の計測には光磁気法を用いた． 

【結果・考察】 

正方形単層膜の測定結果を Fig.1，正方形積

層膜の測定結果を Fig.2に示す．単層磁性薄

膜では，磁化応答の角度依存性は明瞭ではな

かった（Fig.1）．これに対し，積層磁性薄膜

では，0度，45度，90度の順で応答値が高く

明確な角度依存性がみられた．また全体にお

いて，単層薄膜より積層薄膜の方が応答値が

高かった（Fig.1, Fig.2）．積層磁性薄膜の磁化

機構は外部磁界ゼロの場合，上下層において 

 

 

Fig.1  Response for the single-layered magnetic 

film. Magnetic field direction; (○), 0 degree;  

(△), 45 deg.; (□), 90 deg. 

  

 

Fig.2  Response for the triple-layered magnetic 

film. Magnetic field direction; (○), 0 degree;  

(△), 45 deg.; (□), 90 deg. 

 

ある一定方向に反平行に磁化していると予想

されているが，Fig.2にみられる明瞭な角度依

存性はその大きな証左であると考えられる．

すなわち同図において，0度は反平行磁化と

ほぼ垂直の方向，90度は反平行磁化の方向で

あると考えられる．また過去の測定データに

おいて，長方形の積層薄膜においても同様の

角度依存性が確認されているため，積層磁性

薄膜における反平行磁化の機構は形状異方性

の効果とは直接の関係はないものと推察され

た．  
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